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Einleitung

e Optische Emissionsspektroskopie

Sauerstoffplasma

Detektor
r—H

s () 0

Linse

mm)p Direkte Aussagen nur Uber angeregte Zustande

e Atomarer Sauerstoff

mmp  \Vichtiger Reaktionspartner fir viele Volumen- und
Oberflachenreaktionen

mmm)  Kenntnisse Uber Erzeugung, Vernichtung, Dichteverteilung
und Anregungsprozesse von O sind wichtig

Emission — atomarer Sauerstoff 3p°P 3p°P
844.6 nm 777.4 nm
3s3S 3s5S
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Experimenteller Aufbau

Entladung — asymmetrische kapazitiv gekoppelte RF-Entladung
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Experimenteller Aufbau

Optischer Aufbau — OES mit Monochromator
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© Spektral aufgeloste Messung der optischen Emission

© Axiale Ortsauflosung bei direkter Abbildung auf Eingangsspalt .
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OES an atomarem Sauerstoff - zeitgemittelt

Ubersichtsspektrum
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OES an atomarem Sauerstoff - zeitgemittelt

Emission bei 844 nm — Axialer Emissionsintensitatsverlauf

512 x 512 Pixel
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® Emission hauptsachlich in zwei Bereichen

mmmsd  Anregung von O (t, ~ 30 ns) vorwiegend im Plasmagrenzschichtbereich an
der gespeisten Elektrode und den angrenzenden Bereich des Bulkplasmas
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Intensitat in w.E.

OES an atomarem Sauerstoff - zeitgemittelt

Axiale Intensitatsprofile (844 nm) — Druck- und Selfblasabhanglgkelt
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© |Intensitat von Peak1 nimmt mit Ug,, und Druck starker zu als
Intensitat von Peak?2

© Anregung in Peak1 besitzt Schwellwert bei ca. Ug,_ .~ -100 V
Peak2 wandert mit sinkendem Druck in Richtung Bulkplasma

m==p Randschichtdicke ist druckabhangig d, ~ p4...p"12
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OES an atomarem Sauerstoff

Axiale Intensitatsprofile (777 nm) — RF-phasenaufgelst (Tg- = 73,75 ns)

B. Krames
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OES an atomarem Sauerstoff

Axiale Intensitatsprofile (777 nm) — RF-phasenaufgelost (Tg = 73,75 ns)
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OES an atomarem Sauerstoff

Axiale Intensitatsprofile — Anregung an der gespeisten Elektrode
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OES an atomarem Sauerstoff — Vergleich mit PIC-Simulation

R. Schneider et al., Max-Planck-Institut fir Plasmaphysik, Teilinstitut

Greifswald
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Zusammenfassung

®© Ubersichtsspektrum ==ssp  Emission von O wie erwartet bei 777,4
und 844.,6 nm am starksten

©® Zeit- und axial ortsaufgeloste Emissionsintensitatsprofile des atomaren
Sauerstoffs

© Selfbiasspannungs- und Druckabhangigkeit der axialen Intensitatsprofile
mm=p Schwellwert fir Anregung an der Elektrode Ug,. =-100 V
m==p Druckabhangigkeit der Randschichtdicke d, ~ p-"4...p-12
© Anregungsmechanismen des atomaren Sauerstoffs
mmmp Peak2: Elektronenstollanregung
mmmp Peak1: Schwerteilchenstollanregung

© Bestimmung eines totalen Querschnitts fur den Schwerteilchenstol3 an
der gespeisten Elektrode o = 2,8 * 10-'® cm? (T = 350 K)
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